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ラインモニタリンク

Application Note AN-PAN-1054

半導体は、現代の電子製品に欠かせないものとなっ
ています。テシタル時代か到来し、現在の«Internet
of Things(IoT)»ては、より小さく、より高速て、よ
りハワフルなフロセッサか、多くの商品やサーヒス
に対して求められています。シリコン半導体テハイ
スを製造するためには、成長させたシリコンインコ
ット材料を切断、成形、研磨、洗浄し、さらに加工
する必要かあります。研磨は、後工程の多層配線(リ
ソクラフィー)工程に向けてウェーハ表面の凸凹を平
らにし、高品質シリコンウェハを得る上て鍵となる
工程てす。
ケミカル・メカニカル・ホリシャ«CMP»は、シリコ
ンウェハ表面を滑らかにしたり研磨したりするため
に使用される主要な技術の1つてす。

一般的には、この工程ては、脱イオン水、CMPスラ
リー(コロイト状シリコンやアルミナ液体分散体)、
およひ過酸化水素(強酸化剤)を一定の濃度と比率て
混合する工程てす。フレントされたスラリー混合物
は、保管のためにテイタンクに、またはchemicalテ
リハリーユニット«CDU»の一部として複数のホリッ
シャーへ送られます。
過酸化水素は経時的に劣化するため、CMP工程を効
率よく繰り返し行うためには、その濃度をオンライ
ンて常時監視する必要かあります。このように、
CMPスラリーか常に規格内てあることを確認し、必
要に応して混合物を調整することて、製品の歩留ま
りを抑制します。
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INTRODUCTION
2019年、半導体工業会(SIA)は、世界の半導体販売
量はこの数年て増加しており、年率6.81%の伸ひ率
てあると主張しました。
ウェハを切り出す純粋なシリコンインコットは、作
成するのに驚くほと高いコストかかかります。
従って、後の工程の間、不必要な歩留まりは最小限
に抑えなけれはなりません。CMPホリッシャーは、
混合スラリーを1枚のシリコンウェーハに直接塗布
し、硬いシリコン表面を柔らかいシリコン酸化膜に
酸化させることて、研磨効率を高めています。
これを機械式研磨ハットと的確に調整することて、
最適な研磨レートを実現し、ウェハの歩留まりを低

減させます。
過酸化水素は、CMP工程て最も広く使われている酸
化剤てあり、半導体CMPスラリーのほとんとて使用
されています。しかし、過酸化水素は経時的に劣化
する性質かあるため、使用前のスラリーの純度を確
認するためには、スラリー中の過酸化水素濃度を継
続的に測定する必要かあります。そのため、化学物
質の補充やフロセス制御の一環として、オンライン
による迅速な分析か必要とされています。
そのため、化学物質の補充やフロセス制御の一環と
して、オンラインによる迅速な分析か必要とされて
います。

図1.  (左)一般的なケミカル・メカニカル・ポリシャ«CMP»の例、(右)CMPポリッシャーを上部から見た図
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アフリケーション
メトロームフロセスアナリティクスの2060 フロセ
スアナライサーて、過酸化水素、pH、導電率、温
度のオンラインモニタリンクか可能てす。過酸化水
素濃度は、白金リンク電極を用いてセリウム(IV)て
滴定し、Dynamic Endpoint Titration (DET)て終点
を決定します。
その他の測定の組み合わせや、単一のフロセススト
リーム、あるいは複数のストリームから取得したサ
ンフルも、メトロームフロセスアナリティクスの製
品ホートフォリオ全体て対応か可能てす。とのフラ
ットフォームてもフロセスコントロールのため、高
速かつ正確な結果を継続的に利用てきることを保証
します。

図２. CMP工程における過酸化水素のオンラインモニタリング
用メトローム 2060 プロセスアナライザー

表1. スラリー測定ハラメータ

ハラメータ レンシ

過酸化水素(H2O2) 0–5%

pH 2–12

導電率 10–10,000 μS/cm

温度 20–65 °C

CMP工程てのオンライン滴定の利点
CMPスラリー組成の最適化により、ウェハの
歩留 まりを低減します。

-

ウェハの欠陥か少なく、製品のスルーフットか
向上します。

-

スラリー混合ステーションにおける撹拌の完全
性と純度か向上します。

-

ECMP研磨フロセスの化学反応速度と研磨速度
の制御の強化

-
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結論

補足事項

CMPスラリー中の過酸化水素濃度を測定するたけて
なく、pH、導電率、温度測定も可能て、製造された

CMPスラリー混合物の健康状態を総合的に遅滞なく
把握することかてきます。

その他のアフリケーションとしては、硫酸銅めっき
浴の銅、硫酸、塩化物、混合酸エッチンク液の酸性
度、フッ酸エッチンク、標準クリーン浴の水酸化ア

ンモニウム、塩酸なとの半導体産業向けかあります
。

参考資料
関連アフリケーション

AN-PAN-1012 無電解ニッケルめっき; 半導体、 フリント基板産業、半導体、PCB産業、 ニッケルイオンと次亜
リン酸塩の含有量の産業

AN-PAN-1028 現像剤中のテトラメチルアンモニウムヒトロキシト (TMAH)モニタリンク

CONTACT

メトロームジャパン株式会
社
143-0006 東京都大田区平
和島6-1-1
null 東京流通センター アネ
ックス9階

metrohm.jp@metrohm.jp
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装置構成

2060 Process Analyzer
2060 Process Analyzerは、無数のアフリケーショ
ンに対応するオンライン湿式化学アナライサーてす
。このフロセスアナライサーは、「ヘーシックキャ
ヒネット」と呼はれる中核フラットホームによって
構成される新たなモシュラー式コンセフトを提供す
るものてす。
ヘーシックキャヒネットは、2つの部分から構成さ
れます。上部はタッチスクリーンと産業用PCを含み
ます。下部には、実際の分析のためのハートウェア
か格納されるフレキシフルな湿式部か含まれます。
基本湿式部の容量か分析課題を解決するのに充分て
ない場合、最も困難なアフリケーションても解決て
きる充分なスヘースを確保するため、ヘーシックキ
ャヒネットを4つまての追加湿式部キャヒネットに
拡張することか可能てす。追加キャヒネットは、各
湿式部キャヒネットを、アナライサーの稼働時間を
増加させる内蔵式 (非接触式) レヘル検出を有する試
薬キャヒネットと組み合わせるという方法によって
コンフィクレーションすることかてきます。
2060 Process Analyzerは様々な湿式化学技術を提
供します: カール フィッシャー滴定、光度測定、直
接測定、およひ標準追加メソットてす。
フロシェクトのすへての要求を満たすへく (もしく
はお客様のすへての必要性を満たすため)、頑丈な
分析ソリューションを保証するためのサンフルフレ
コンティショニンクシステムをこ利用いたたくこと
も可能てす。弊社は、冷却や加熱、減圧、脱気、ろ
過なとのような、いかなるサンフルフレコンティシ
ョニンクシステムても提供することかてきます。
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